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Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Dostawa systemu wytwarzania powtok metodg sputteringu magnetronowego

Lp. Wymagane parametry

Konstrukcja i komora
kompaktowa nastotowa konstrukcja urzadzenia

1 e system wyposazony w komore prézniowg ze stali nierdzewnej o objetosci minimum 10 |
' e komora wyposazona w okno podglgdu roboczego
e system wyposazony w uchylne wieko do tadowania preparatow
Stolik na podtoza
e system wyposazony w stolik na podtoza o srednicy do minimum 10 cm
e stolik montowany w gornej czesci komory
e system wyposazony w przystone preparatu o srednicy minimum 10 cm
e przystona preparatu sterowana automatycznie za pomocg uktadu pneumatycznego
2 o stolik z mozliwoscig automatycznego obracania
e maksymalna predkos$c¢ obrotowa stolika min. 20 rpm
o doktadno$¢ sterowania predkoscig obrotowg stolika nie gorsza niz 1 rpm
o stolik wyposazony w uktad podgrzewania podtoza do minimum 500°C
e doktadnos¢ sterowania grzaniem nie gorsza niz 1°C
Zrédta depozyciji i ich zasilanie
e urzadzenie wyposazone w minimum 2 dziata magnetronowe, wspotpracujgce z targetami o
Srednicy 2” i grubosci od 2" do 1/16”
e o najmniej jedno dziato magnetronowe przystosowane do osadzania materiatow
magnetycznych, takich jak Fe, Co, Ni
wymagany tryb depozyciji sputter-up
3 urzgdzenie wyposazone w 2 zrodia zasilania dziat magnetronowych (1x RF, 1x DC);

o zasilacz RF o mocy co najmniej 150 W (13.56 MHz)
o zasilacz DC o mocy co najmniej 780 W
zrodto zasilania RF wyposazone w ukfad automatycznego dopasowania impedancji
zasilanie DC wyposazone w zabezpieczenie przed zwarciem tukowym
modut wspoétdepozyciji z dwoch dziat magnetronowych jednoczesnie
system wyposazony w dedykowang chtodziarke, pracujgcg w obiegu zamknigtym

Linie gazowe

e urzadzenie wyposazone w minimum 3 linie gazowe dedykowane do pracy z argonem,
4, azotem i tlenem
e kazda z linii zainstalowana w urzadzeniu wyposazona w oddzielny regulator MFC

Kontrola procesu

5. e urzadzenie wyposazone w sensor kwarcowy pozwalajgcy na monitorowanie tempa
procesu depozycji (ang. depostion rate) wraz z dedykowanym oprogramowaniem
Sterowanie

e system wyposazony w sterownik / kontroler z oprogramowaniem, odpowiadajgcy za
6. kontrole urzadzenia

e uktad sterowania wyposazony w dotykowy panel sterujgcy

e oprogramowanie z mozliwoscig definiowania i zapisywania procesow
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o dodatkowe urzgdzenie sterujgce w postaci laptopa

Uktad prézniowy
e urzadzenie wyposazone w pompe prozni wstepnej o wydajnosci minimum 3m?2/godz
e urzadzenie wyposazone w pompe turbomolekularng o wydajnosci minimum 85I/s, bez
zaworu wejsciowego (ang. gate valve)
e urzadzenie wyposazone w zawor dtawigcy zabezpieczajgcy pompe turbomolekularng
przed uszkodzeniem na wypadek podania zbyt duzej ilosci gazu
e ciSnienie bazowe wewnagtrz komory 5 x 10-7mbar lub nizsze

Mozliwosci rozbudowy
o mozliwo$¢ doposazenia systemu o minimum 1 dodatkowe dziato magnetronowe o Srednicy
€O najmniej 2”

Gwarancja jakosci
e urzadzenie certyfikowane CE
e system nie moze by¢ prototypem, musi by¢ rozwigzaniem katalogowym
e wymagany bezposredni dostep do wykwalifikowanego autoryzowanego serwisu z siedzibg
na terenie Polski
e gwarancja min. 12 miesiecy




